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１．はじめに

近年、デジタル家電の普及などを背景として、部品レベルにおけるプリント配線板の薄

型化・高密度化が求められている。本研究では、プリント配線板の配線形成に用いられる

銅めっきを高品質化するための新しい手法として、磁場を利用した電気銅めっき法を、ス

ルーホールへの電気銅めっきに対して適用した結果について報告する。

２．実験方法 表 1 電気銅めっきの実験条件

300 mol/m3 ( 75 g/L) 

 2000 mol/m3 ( 200 g/L) 

3 A/dm2

 27 ± 1 
  

実験には、エポキシ樹脂に直径 0.3 mm、長さ 3
mm(アスペクト比： 10)のスルーホールを形成し、
導通用の給電膜として無電解銅めっきを行ったも

のを使用した。表 1 に示す実験条件で、磁場のあ
る場合と磁場のない場合について電気銅めっきを

行い、スルーホールへのつきまわりについて断面

を光学顕微鏡により観察した。磁場のある場合で

は、1 T（テスラ : 1 T＝10,000 ガウス）と 0.06 T
のそれぞれについて、電気めっきを行った。

３．結果・考察

図 1 の断面観察結果から、磁場のない場合（0 T）
と比べて、磁場中での電気銅めっきでは、表面だけ

でなく内部においてもつきまわりが向上したことが

確認された。また、0.06 T と低磁場強度である場合
にも、同様に磁場効果が有効に作用していることが

確認された。これは、次の二つの磁場効果によるも

のと考えられる。

(1)MHD 効果
磁場中での電気めっきで起こる MHD 流れと呼ば

れる溶液の流動が、めっき反応を効率化させる効果。

(MHD : Magnetohydrodynamic=電磁流体力学的 )
(2)マイクロ MHD 効果
銅の析出面近傍で起こる微小な対流が、析出表面

での結晶成長を抑制する効果。

磁場は物質を透過して作用を及ぼすことができる

ため、図 1 に示したように、攪拌なし・めっき添加
剤なしの条件であるにもかかわらず、磁場効果によ

って、つきまわりが改善したものと考えられる。

４．まとめ

磁場中で電気銅めっきを行うことにより、スルー

ホールのような微小空間において、優れた品質の銅

めっきが形成可能であることを確認した。さらに、0.06 T の低磁場領域においても、同様
の結果が得られた。これらの結果は、二種類の磁場効果の作用によるものと考えられた。
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図１ 断面観察結果
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